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摘要(译)

通过在液晶显示装置的制造步骤中使用一个光掩模，诸如抗蚀剂涂覆，
预烘烤，曝光，显影和后烘烤的步骤，以及覆盖膜的形成，蚀刻，抗蚀
剂剥离，漂洗，干燥和需要在上述步骤之前和之后使用，这使得该过程
复杂化。为了解决该问题，采用沟道蚀刻型底栅TFT（反交错TFT）来图
案化源区和漏区以及具有相同掩模的像素电极。此外，根据本发明，在
形成诸如用于布线层或电极的导电层的液晶显示装置，用于形成预定图
案的掩模等所需的图案中，它们中的至少一个或多个是通过可选择性地
形成图案的方法形成，从而制造液晶显示装置。
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